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Beschreibung
TECHNISCHES GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Herstellung einer lithografischen Druckplatte
unter Verwendung eines warmeempfindlichen Bilder-
zeugungselements, das eine gegenuber Infrarotlicht
empfindliche Deckschicht enthalt.

[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft insbeson-
dere ein Verfahren zur Herstellung einer lithografi-
schen Druckplatte unter Verwendung eines warme-
empfindlichen Bilderzeugungselements, wobei die
Durchdringbarkeit und/oder Solubilisierbarkeit der
Deckschicht in einem waRrigen Entwickler bei Belich-
tung geandert wird.

ALLGEMEINER STAND DER TECHNIK

[0003] Lithografischer Druck ist das Verfahren, bei
dem das Drucken von speziell hergestellten Oberfla-
chen her erfolgt, von denen bestimmte Bereiche litho-
grafische Farbe anziehen und andere Bereiche nach
Benetzung mit Wasser die Farbe abstoRen werden.
Die farbanziehenden Bereiche bilden die druckenden
Bildbereiche, die farbabstoRenden Bereiche die Hin-
tergrundbereiche.

[0004] Im Bereich der Fotolithografie wird ein foto-
grafisches Material in den fotobelichteten Bereichen
(negativarbeitend) oder in den nicht-belichteten Be-
reichen (positivarbeitend) auf einem hydrophilen Hin-
tergrund bildmaRig 6lige oder fette Farben anziehend
gemacht.

[0005] Bei der Herstellung Ublicher lithografischer
Druckplatten, ebenfalls als Oberflachenlithoplatten
oder Flachdruckplatten bezeichnet, wird ein Trager,
der eine Affinitdt zu Wasser aufweist oder solche Af-
finitdt durch eine chemische Verarbeitung erhalten
hat, mit einer diinnen Schicht mit einer strahlungs-
empfindlichen Zusammensetzung Uberzogen. Als
Schichten mit einer strahlungs-empfindlichen Zu-
sammensetzung eignen sich lichtempfindliche poly-
mere Schichten, die Diazoverbindungen, dichro-
matsensibilisierte hydrophile Kolloide und eine Viel-
zahl synthetischer Fotopolymere enthalten. Insbe-
sondere diazosensibilisierte Schichtverbande wer-
den weitverbreitet eingesetzt.

[0006] Wahrend der bildmaRigen Belichtung der
lichtempfindlichen Schicht werden die belichteten
Bildbereiche unldslich und bleiben die nicht-belichte-
ten Bereiche 16slich. Die Druckplatte wird anschlie-
Rend mit einer geeigneten Flussigkeit entwickelt, um
das in den nicht-belichteten Bereichen enthaltene Di-
azoniumsalz oder Diazoharz zu entfernen.

[0007] Es sind ebenfalls Druckplatten bekannt, die
eine lichtempfindliche Schicht aufweisen, die bei bild-
maRiger Belichtung in den belichteten Bereichen 16s-
lich gemacht wird. Wahrend der darauffolgenden Ent-
wicklung werden dann die belichteten Bereiche ent-
fernt. Ein typisches Beispiel fir eine solche lichtemp-
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findliche Schicht ist eine Schicht auf Chinondiazidba-
sis.

[0008] Die obenbeschriebenen fotografischen Ma-
terialien, die zur Herstellung der Druckplatten ver-
wendet werden, belichtet man in der Regel in einer
Kamera durch einen fotografischen Film, der das in
einem lithografischen Druckverfahren zu reproduzie-
rende Bild enthalt. Eine solche Vorgehensweise ist
zwar umstandlich und arbeitsaufwendig, anderer-
seits jedoch warten die so erhaltenen Druckplatten
mit einer hervorragenden lithografischen Qualitat auf.
[0009] Es sind denn auch Versuche gemacht wor-
den, um auf den Einsatz eines fotografischen Films
im obenbeschriebenen Verfahren verzichten zu kdn-
nen und insbesondere eine Druckplatte direkt auf der
Basis von das zu reproduzierende Bild verkdrpern-
den Computerdaten zu erzeugen. Die Empfindlich-
keit der lichtempfindlichen Schicht ist aber nicht aus-
reichend fir eine direkte Laserbelichtung. Demnach
wurde vorgeschlagen, die lichtempfindliche Schicht
mit einer Silberhalogenidschicht zu tUberziehen. Das
Silberhalogenid kann dann direkt unter Rechnersteu-
erung mittels eines Lasers belichtet werden. An-
schlieffend wird die Silberhalogenidschicht entwickelt
und wird auf der lichtempfindlichen Schicht ein Silber-
bild erhalten. Dieses Silberbild dient dann als Maske
wahrend einer vollflachigen Belichtung der lichtemp-
findlichen Schicht. Nach der vollflachigen Belichtung
wird das Silberbild entfernt und die lichtempfindliche
Schicht entwickelt. Solch ein Verfahren ist beispiels-
weise in der JP-A 60-61752 beschrieben, beinhaltet
jedoch den Nachteil, dal® eine komplexe Entwicklung
und zugehdorige Entwicklerflissigkeiten benétigt wer-
den.

[0010] In GB 1492070 wird ein Verfahren offenbart,
in dem eine Metallschicht oder eine Gasrufd enthal-
tende Schicht auf eine lichtempfindliche Schicht auf-
getragen wird. Diese Metallschicht wird dann mittels
eines Lasers ablatiert, wodurch auf der lichtemp-
find-lichen Schicht eine Bildmaske erhalten wird. Die
lichtempfindliche Schicht wird dann durch die Bild-
maske hindurch einer vollflachigen Ultraviolettbelich-
tung unterzogen. Nach Entfernung der Bildmaske
wird die lichtempfindliche Schicht entwickelt und eine
Druckplatte erhalten. Dieses Verfahren beinhaltet
aber noch immer den Nachteil, dal die Bildmaske auf
umstandlichem Wege vor der Entwicklung der licht-
empfindlichen Schicht entfernt werden mul}.

[0011] Andererseits gibt es ebenfalls Verfahren, bei
denen zur Herstellung von Druckplatten Bilderzeu-
gungselemente verwendet werden, die vielmehr war-
meempfindlich als strahlungsempfindlich sind. Mit
den wie oben beschrieben zur Herstellung einer
Druckplatte benutzten strahlungsempfindlichen Bil-
derzeugungselementen ist der besondere Nachteil
verbunden, dal} sie vor Licht geschitzt werden mus-
sen. Ferner ist auch die Empfindlichkeit hinsichtlich
der Lagerbestandigkeit problematisch und weisen sie
eine niedrigeres Aufldsungsvermégen auf. Im Markt
zeichnet sich deutlich eine Tendenz zu warmeemp-
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findlichen Druckplattenvorlaufern ab.

[0012] So beschreibt zum Beispiel Research Disclo-
sure Nr. 33303, Januar 1992, ein warmeempfindli-
ches Bilderzeugungselement, das auf einem Trager
eine vernetzte hydrophile Schicht mit thermoplasti-
schen polymeren Teilchen und einem infrarotabsor-
bierenden Pigment wie z. B. Gasrul? enthalt. Bei bild-
maRiger Belichtung mit einem Infrarotlaser koagulie-
ren die thermoplastischen polymeren Teilchen bild-
maRig, wodurch die Oberflache des Bilderzeugungs-
elements an diesen Bereichen ohne weitere Entwick-
lung farbanziehend gemacht wird. Als Nachteil die-
ses Verfahrens gilt die hohe Beschadigungsanfallig-
keit der erhaltenen Druckplatte, denn die nicht-dru-
ckenden Bereiche kdnnen bei Auslibung eines leich-
ten Drucks auf diese Bereiche farbanziehend wer-
den. AuBerdem kann die lithografische Leistung ei-
ner solchen Druckplatte unter kritischen Bedingun-
gen schwach sein und wird eine solche Druckplatte
demnach einen beschrankten lithografischen Druck-
spielraum aufweisen.

[0013] Die US-P 4 708 925 offenbart Bilderzeu-
gungselemente mit einer strahlungsempfindlichen
Zusammensetzung, die ein alkalilésliches Novolak-
harz und ein Oniumsalz und wahlweise einen
IR-Sensibilisator enthalt. Nach bildmafiger Bestrah-
lung dieses Bilderzeugungselements mit UV-Licht —
sichtbarem Licht — oder IR-Licht und einer anschlie-
Renden Entwicklungsstufe mit einer walrig-alkali-
schen Flissigkeit wird eine positivarbeitende oder
negativarbeitende Druckplatte erhalten. Die Drucker-
gebnisse einer durch Bestrahlung und Entwicklung
dieses Bilderzeugungselements erhaltenen lithogra-
fischen Druckplatte sind schwach.

[0014] Die EP-A 625 728 offenbart ein Bilderzeu-
gungselement mit einer Schicht, die gegeniber UV-
und IR-Strahlung empfindlich ist und sowohl positiv-
arbeitend als auch negativarbeitend sein kann. Diese
Schicht enthalt ein Resolharz, ein Novolakharz, eine
latente Bronsted-Saure und eine Infrarotstrahlung
absorbierende Substanz. Die Druckergebnisse einer
durch Bestrahlung und Entwicklung dieses Bilder-
zeugungselements erhaltenen lithografischen Druck-
platte sind schwach.

[0015] Die US-P 5 340 699 ist nahezu identisch zu
der EP-A 625 728, jedoch mit dem Unterschied, daf}
sie ein Verfahren zum Erhalt eines negativarbeiten-
den, gegenuber Infrarotlaserlicht empfindlichen Bil-
derzeugungselements offenbart. Die IR-empfindliche
Schicht enthalt ein Resolharz, ein Novolakharz, eine
latente Brénsted-Saure und eine Infrarotstrahlung
absorbierende Substanz. Die Druckergebnisse einer
durch Bestrahlung und Entwicklung dieses Bilder-
zeugungselements erhaltenen lithografischen Druck-
platte sind schwach.

[0016] In EP-A 678 380 wird weiterhin ein Verfahren
offenbart, in dem eine Schutzschicht auf einen ge-
kérnten Metalltrager unter einer laserablatierbaren
Oberflachenschicht angebracht ist. Bei bildmaRiger
Belichtung wird die Oberflachenschicht zusammen
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mit bestimmten Teilen der Schutzschicht véllig abla-
tiert. Die Druckplatte wird anschlief3end mit einer Rei-
nigungsflussigkeit verarbeitet, um den Rest der
Schutzschicht zu entfernen und dadurch die hydro-
phile Oberflachenschicht freizulegen.

[0017] In EP-A 864 420 wird ein warmeempfindli-
ches Bilderzeugungs-element zur Herstellung litho-
grafischer Druckplatten offenbart, das auf einem li-
thografischen Trager mit einer hydrophilen Oberfla-
che eine Zwischenschicht, die ein in einer walrig-al-
kalischen Losung I6sliches Polymer enthalt, und eine
IR-empfindliche Deckschicht enthalt, wobei die
Durchdringbarkeit und/oder Solubilisierbarkeit der
Deckschicht in einer walrig-alkalischen Lésung bei
Belichtung mit Infrarotstrahlung zunimmt oder ab-
nimmt.

[0018] Mit diesem warmeempfindlichen Bilderzeu-
gungselement ist der Nachteil verbunden, daf aus ei-
nem LOsungsmittel zwei Schichten auf die lithografi-
sche Oberflache mit einer hydrophilen Oberflache
aufgetragen werden mussen, was einen umstandli-
chen Vorgang darstellt. Des weiteren beinhaltet das
warmeempfindliche  Bilderzeugungselement als
Nachteil, dal wahrend der Bestrahlung in gewissem
MalRe Ablation auftritt, wodurch Abfall gebildet wird.
Dieser Abfall kann die Durchstrahlung des Laser-
strahls stéren (z. B. indem er sich auf einer Richtlinse
absetzt oder als Aerosol die Durchstrahlung zum Teil
sperrt) oder die Férderung des bilderzeugenden Ele-
ments wahrend oder nach der Bildaufzeichnung be-
hindern, indem sich der locker an der Druckplatte haf-
tende Abfall auf den Forderwalzen absetzt.

[0019] In GB-A 1 155 035 wird ein Verfahren zur
Aufzeichnung von Information offenbart, wobei ein
Aufzeichnungsmaterial benutzt wird, das eine
Schicht mit einem polymeren Material enthalt, das bei
ausreichender Erwarmung eines beliebigen Berei-
ches der Schicht in diesem Bereich so modifiziert
wird, dafl die Loslichkeit dieses Bereiches der
Schicht in Wasser oder einem wafirigen Medium ab-
nimmt, wobei eine solche Schicht weiterhin eine oder
mehrere Substanzen enthalt, die Uber den ganzen
Bereich der Schicht verteilt ist (sind) und durch Be-
lichtung der Schicht mit energiereicher Strahlungsen-
ergie erwarmt wird (werden), wobei die Strahlungse-
nergie von der (den) besagten Substanz(en) absor-
biert wird, und wobei das Material mit energiereicher
Strahlungsenergie belichtet wird, die in einem ent-
sprechend der aufzuzeichnenden Information be-
stimmten Muster Gber das Material verteilt und zu-
mindest zum Teil von der (den) verteilten Substanz
en) absorbiert wird, so daf im Material ein entspre-
chendes Warmemuster erstellt wird, wobei solche In-
formation als Unterschied in Solubilisierbarkeit in
Wasser oder einem waflirigen Medium zwischen un-
terschiedlichen Bereichen der Schicht aufgezeichnet
wird.

[0020] In GB-A 1 245 924 wird ein Verfahren zur
Aufzeichnung von Information offenbart, wobei ein
Aufzeichnungsmaterial benutzt wird, das eine war-
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meempfindliche Aufzeichnungsschicht mit einer sol-
chen Zusammensetzung enthalt, dal® die Léslichkeit
eines beliebigen Bereiches der Schicht in einem vor-
gegebenen Losungsmittel durch Erwarmung dieses
Schichtbereiches gesteigert werden kann, wobei die
Schicht informationsmafig erwarmt wird, um die In-
formation als Unterschied in Loslichkeit unterschied-
licher Bereiche der Aufzeichnungsschicht im L6-
sungsmittel aufzuzeichnen, und die ganze Schicht
dann mit einem solchen Losungsmittel in Kontakt ge-
bracht wird, damit die Bereiche der Aufzeichnungs-
schicht, die in solchem Lésungsmittel I6slich oder am
I6slichsten sind, durch dieses Losungsmittel entfernt
oder durchdrungen werden.

[0021] In US-P 5466 557 wird eine strahlungsemp-
findliche Zusammen-setzung offenbart, die (1) ein
Resolharz, (2) ein Novolakharz, (3) eine latente
Bronsted-Saure, (4) eine Infrarotstrahlung absorbie-
rende Substanz und (5) Terephthalaldehyd enthalt.
[0022] In EP-A 894 622, die den aktuellen Stand der
Technik gemanR Artikel 54 (3)(4) EPC darstellt, wird
ein Verfahren zur Herstellung von positivarbeitenden
lithografischen Druckplatten offenbart, in dem eine
strahlungsempfindliche Zusammensetzung, die ein
Phenolharz, ein infrarotabsorbierendes Pigment und
wahlweise ebenfalls ein Benzophenon enthalt, bild-
mafig mit Infrarotlicht belichtet und anschlieRend in
einer walrig-alkalischen, Natrium- oder Kaliumsilki-
kate enthaltenden Lésung entwickelt wird.

[0023] In GB-A 1 154 568 wird ein Verfahren zur
Aufzeichnung eines grafischen Originals mit kontras-
tierenden lichtabsorbierenden und lichtdurchlassigen
Bereichen offenbart, wobei ein Aufzeichnungs-mate-
rial, das eine tragergestitzte Schicht mit als Haupt-
komponente Gelatine enthalt, deren Wasserloslich-
keit oder Wasserabsorptionsvermogen bei ausrei-
chender Erwadrmung der Schicht zunimmt, wobei
eine solche Schicht ebenfalls eine oder mehrere, da-
rin verteilte lichtabsorbierende Substanzen enthalt,
mit der Gelatineschicht in Kontakt mit den lichtabsor-
bierenden Bereichen des Originals angeordnet und
die Gelatineschicht durch das Original hindurch mit
Licht belichtet wird, wobei die Lichtintensitat und die
Dauer der Belichtung so eingestellt werden, dal} die
Bereiche der Gelatine-schicht in Kontakt mit den
lichtabsorbierenden Bereichen des Originals im we-
sentlichen nicht durch die Warmeleitung von solchen
lichtabsorbierenden Bereichen beeinflult werden,
aber wobei die Wasserl6slichkeit oder das Wasser-
absorptionsvermdgen der anderen Bereiche der Ge-
latineschicht durch deren Erwarmung gesteigert wird
und zwar infolge der Absorption von Kopierlicht durch
die lichtabsorbierende(n) Substanz en) in diesen an-
deren Bereichen der Gelatineschicht.

[0024] Es besteht also ein Bedarf an einem warme-
empfindlichen Bilderzeugungselement, das sich pro-
blemlos herstellen 143t und wahrend der Infrarotbe-
strahlung keine oder nahezu keine Ablation aufweist.
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AUFGABEN DER VORLIEGENDEN ERFINDUNG

[0025] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
ein Verfahren bereitzustellen, um unter Verwendung
von einfach erzeugbaren warmeempfindlichen Bil-
derzeugungselementen lithografische Druckplatten
herzustellen.

[0026] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
ein Verfahren bereitzustellen, um unter Verwendung
eines warmeempfindlichen Bilderzeugungselements
positivarbeitende lithografische Druckplatten mit her-
vorragenden Druckeigenschaften, die in selektiver,
schneller, praktischer und 6kologischer Weise entwi-
ckelbar sind, herzustellen.

[0027] Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung ist es, ein Verfahren bereitzustellen, um unter
Verwendung eines warmeempfindlichen Bilderzeu-
gungselements, das eine hohe Empfindlichkeit ge-
genilber Infrarotstrahlung aufweist, positivarbeitende
lithografische Druckplatten herzustellen.

[0028] Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung ist es, ein Verfahren bereitzustellen, um unter
Verwendung eines warmeempfindlichen Bilderzeu-
gungselements, das durch Laserbelichtung mit so-
wohl einer kurzen als einer langen Pixelverweilzeit
bebildert werden kann, positivarbeitende lithografi-
sche Druckplatten herzustellen.

[0029] Weitere Aufgaben der vorliegenden Erfin-
dung werden aus der nachstehenden Beschreibung
ersichtlich.

KURZE DARSTELLUNG DER VORLIEGENDEN
ERFINDUNG

[0030] Gelost werden die erfindungsgemafien Auf-
gaben durch ein durch die in Anspruch 1 definierten
Schritte gekennzeichnetes Verfahren zur Herstellung
von lithografischen Druckplatten.

AUSFUHRLICHE BESCHREIBUNG DER VORLIE-
GENDEN ERFINDUNG

[0031] Man hat gefunden, daf} ein erfindungsgema-
Res warmeempfindliches Bilderzeugungselement in
einfacher Weise durch eine einzelne Beschichtung
erhalten werden kann, wobei in 6kologisch akzeptab-
ler Weise eine hochqualitative lithografische Druck-
platte erhalten wird.

[0032] Die erfindungsgemale IR-empfindliche
Schicht enthalt ein IR-absorbierendes Pigment und
ein in einer wal¥rigalkalischen Losung I6sliches Poly-
mer. Es kann zwar ein Gemisch aus IR-absorbieren-
den Pigmenten benutzt werden, bevorzugt wird je-
doch der Einsatz eines einzelnen IRabsorbierenden
Pigments. Besonders nutzbare I[R-absorbierende
Pigmente sind Gasrul3, Metallcarbide, Metallboride,
Metallnitride, Metallcarbonitride, Oxide mit einer
Bronzestruktur und Oxide mit einer der Bronzefamilie
verwandten Struktur, doch ohne den A-Bestandteil, z.
B. WO,,. Es kénnen gleichfalls leitfahige polymere
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Dispersionen benutzt werden, wie leitfahige polyme-
re Dispersionen auf der Basis von Polypyrrol oder
Polyanilin. Die erzielte lithografische Leistung und
insbesondere die erzielte Auflagenfestigkeit hangt
von der Warmeempfindlichkeit des Bilderzeugungse-
lements ab. In dieser Hinsicht hat es sich herausge-
stellt, dal® mit Gasru® sehr gute und gtlinstige Ergeb-
nisse erzielbar sind.

[0033] Die IR-absorbierenden Pigmente sind vor-
zugsweise in einer Menge zwischen 1 und 60 Ge-
wichtsteilen, besonders bevorzugt zwischen 3 und 50
Gewichtsteilen, bezogen auf die Gesamtmenge der
IR-empfindlichen Deckschicht, enthalten.

[0034] Die in dieser Schicht benutzten alkalilésli-
chen Polymere sind vorzugsweise hydrophobe und
farbanziehende Polymere, wie die in herkdbmmlichen
positiv- oder negativarbeitenden PS-Platten verwen-
det werden, z. B. carboxylsubstituierte Polymere
usw. Besonders bevorzugt wird ein Phenolharz wie
Polyvinylphenol oder ein Novolak-Polymer. Ganz be-
sonders bevorzugt wird ein Novolak-Polymer. Typi-
sche Beispiele fir diese Polymere sind in DE-A 4 007
428, DE-A 4 027 301 und DE-A 4 445 820 beschrie-
ben. Das in der vorliegenden Erfindung benutzte hy-
drophobe Polymer ist fernerhin durch Unléslichkeit in
Wasser und partielle Ldslichkeit/Quellbarkeit in einer
alkalischen Lésung und/oder durch partielle Loslich-
keit in Wasser bei Kombination mit einem Cosolvens
gekennzeichnet.

[0035] Weiterhin ist diese IR-empfindliche Schicht
vorzugsweise eine gegeniber sichtbarem Licht und
UV-Licht desensibilisierte Schicht. Diese Schicht ist
vorzugsweise ebenfalls thermisch hartbar. Diese vor-
zugsweise gegenliber sichtbarem Licht oder
UV-Licht desensibilisierte Schicht enthalt keine strah-
lungsempfindlichen Ingredienzien wie Diazoverbin-
dungen, Fotosauren, Fotoinitiatoren, Chinondiazide,
Sensibilisatoren usw., die im Wellenlangenbereich
zwischen 250 nm und 650 nm absorbieren. Auf diese
Weise kann eine gegenuber Tageslicht unempfindli-
che Druckplatte erhalten werden.

[0036] Die IR-empfindliche Schicht enthalt ebenfalls
3,4,5-Trimethoxybenzoesaure oder ein Benzophe-
non, besonders bevorzugt Trihydroxybenzophenon.
[0037] Das Verhaltnis zwischen der Gesamtmenge
3,4,5-Trimethoxybenzoesaure oder Benzophenon
und dem Polymer in der IR-empfindlichen Schicht va-
riiert vorzugsweise zwischen 2 : 98 und 40 : 60, be-
sonders bevorzugt zwischen 5 : 95 und 30 : 70. Die
Gesamtmenge der IR-empfindlichen Schicht variiert
vorzugsweise zwischen 0,05 und 10 g/m?, besonders
bevorzugt zwischen 0,1 und 2 g/m?.

[0038] In der IR-empfindlichen Schicht wird wah-
rend der bildmaRigen Belichtung ein Unterschied in
Durchdringbarkeit und/oder Solubili-sierbarkeit der
IR-empfindlichen Schicht in einem alkalischen Ent-
wickler bewirkt, in diesem Falle im erfindungsgema-
Ren alkalischen Entwickler, der SiO, und M,0O in ei-
nem Molverhéltnis zwischen 0,5 und 1,5 und SiO, in
einem Verhaltnis zwischen 0,5 und 5 Gew.-% enthalt.
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[0039] Im Bilderzeugungselement der vorliegenden
Erfindung kann die lithografische Unterlage ein elo-
xierter Aluminiumtrager sein. Ein besonders bevor-
zugter lithografischer Trager ist ein elektrochemisch
gekornter und eloxierter Aluminiumtrager. Der elo-
xierte Aluminium-trager kann einer Verarbeitung zur
Verbesserung der hydrophilen Eigenschaften der
Trageroberflache unterzogen werden. So kann der
Aluminiumtrager zum Beispiel durch Verarbeitung
der Trageroberflache mit einer Natriumsilikatldsung
bei erhéhter Temperatur, z. B. 95°C, silikatiert wer-
den. Als Alternative kann eine Phosphatverarbeitung
vorgenommen werden, wobei die Aluminiumoxido-
berflache mit einer wahlweise fernerhin ein anorgani-
sches Fluorid enthaltenden Phosphat-lésung verar-
beitet wird. Ferner kann die Aluminiumoxidoberflache
mit einer Zitronensaure- oder Citratlésung gespilt
werden. Diese Behandlung kann bei Zimmertempe-
ratur oder bei leicht erhéhter Tempe-ratur zwischen
etwa 30°C und 50°C erfolgen. Eine andere interes-
sante Methode besteht in einer Spilung der Alumini-
umoxidoberflache mit einer Bicarbonatlésung. Fer-
nerhin kann die Aluminiumoxidoberflache mit Polyvi-
nylphosphonsaure, Polyvinylmethylphosphonsaure,
Phosphorsaureestern von Polyvinylalkohol, Polyvi-
nylsulfonsaure, Polyvinylbenzolsulfonsaure, Schwe-
felsdureestern von Polyvinylalkohol und Acetalen
von Polyvinylalkoholen, die durch Reaktion mit einem
sulfonierten alifatischen Aldehyd gebildet sind, verar-
beitet werden. Ferner liegt es nahe, dal eine oder
mehrere dieser Nachbehandlungen separat oder
kombiniert vorgenommen werden kdnnen. Genauere
Beschreibungen dieser Behandlungen finden sich in
GB-A 1 084 070, DE-A 4 423 140, DE-A 4 417 907,
EP-A 659 909, EP-A 537 633, DE-A 4 001 466, EP-A
292 801, EP-A 291 760 und US-P 4 458 005.

[0040] Nach einer weiteren Ausfiihrungsform der
vorliegenden Erfindung kann die lithografische Unter-
lage mit einer hydrophilen Oberflache einen biegsa-
men Trager enthalten, wie z. B. einen Papiertrager
oder eine Kunststoffolie, der (die) mit einer vernetz-
ten hydrophilen Schicht iberzogen ist. Eine beson-
ders geeignete vernetzte hydrophile Schicht kann
aus einem hydrophilen, mit einem Vernetzungsmittel
wie Formaldehyd, Glyoxal, Polyisocyanat oder einem
hydrolysierten Tetraalkylorthosilikat vernetzten Bin-
demittel erhalten werden. Letzteres Vernetzungsmit-
tel wird bevorzugt.

[0041] Als hydrophiles Bindemittel kommen hydro-
phile (Co)polymere wie zum Beispiel Homopolymere
und Copolymere von Vinylalkohol, Acrylamid, Methy-
lolacrylamid, Methylolmethacrylamid, Acrylsaure,
Methacrylsdure, Hydroxyethylacrylat, Hydroxyethyl-
methacrylat oder Maleinsaureanhydrid-Vinylmethyle-
ther-Copolymere in Frage. Die Hydrophilie des be-
nutzten (Co)polymers oder (Co)polymergemisches
ist vorzugsweise hoher oder gleich der Hydrophilie
von zu wenigstens 60 Gew.-%, vorzugsweise zu we-
nigstens 80 Gew.-% hydrolysiertem Polyvinylacetat.
[0042] Die Menge Vernetzungsmittel, insbesondere
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Tetraalkylortho-silikat, betragt vorzugsweise wenigs-
tens 0,2 Gewichtsteile je Gewichtsteil hydrophiles
Bindemittel, liegt vorzugsweise zwischen 0,5 und 5
Gewichtsteilen, besonders bevorzugt zwischen 1,0
Gewichtsteil und 3 Gewichtsteilen je Gewichtsteil hy-
drophiles Bindemittel.

[0043] Eine vernetzte hydrophile Schicht in einer
nach dieser Ausfuhrungsform benutzten lithografi-
schen Unterlage enthalt vorzugsweise ebenfalls Sub-
stanzen, die die mechanische Festigkeit und Porosi-
tat der Schicht verbessern. Zu diesem Zweck kann
kolloidale Kieselsaure benutzt werden. Die kolloidale
Kieselsdure kann in Form einer beliebigen handels-
Ublichen Wasserdispersion von kolloidaler Kieselsau-
re mit zum Beispiel einer mittleren TeilchengréRe bis
zu 40 nm, z. B. 20 nm, benutzt werden. Daneben
koénnen inerte Teilchen mit einer grofkeren Korngrofie
als die kolloidale Kieselsdure zugesetzt werden, z. B.
Kieselsaure, die wie in J. Colloid and Interface Sci.,
Band 26, 1968, Seiten 62 bis 69, von Stdber be-
schrieben angefertigt ist, oder Ténerdeteilchen oder
Teilchen mit einem mittleren Durchmesser von zu-
mindest 100 nm, wobei es sich um Teilchen von Ti-
tandioxid oder anderen Schwermetalloxiden handelt.
Durch Einbettung dieser Teilchen erhalt die Oberfla-
che der vernetzten hydrophilen Schicht eine gleich-
maRige raube Beschaffenheit mit mikroskopischen
Spitzen und Talern, die als Lagerstellen flir Wasser in
Hintergrundbereichen dienen.

[0044] Die Starke einer vernetzten hydrophilen
Schicht in einer nach dieser Ausfihrungsform be-
nutzten lithografischen Unterlage kann zwischen 0,2
pm und 25 pm variieren und liegt vorzugsweise zwi-
schen 1 ym und 10 pm.

[0045] Besondere Beispiele fir erfindungsgemaf
nutzbare geeignete vernetzte hydrophile Schichten
sind in EP-A 601 240, GB-P 1 419 512, FR-P 2 300
354, US-P 3 971 660, US-P 4 284 705 und EP-A 514
490 beschrieben.

[0046] Als biegsamer Trager einer lithografischen
Unterlage nach dieser Ausfuihrungsform bevorzugt
man insbesondere eine Kunststoffolie, z. B. eine sub-
strierte Polyethylenterephthalatfolie, eine Cellulosea-
cetatfolie, eine Polystyrolfolie, eine Polycarbonatfolie
usw. Der Kunststoffolientrager kann lichtundurchlas-
sig oder lichtdurchlassig sein.

[0047] Besonders bevorzugt ist ein mit einer haf-
tungsverbessernden Schicht beschichteter Polyes-
terfilmtrager. Zur erfindungsgemafen Verwendung
besonders geeignete haftungsverbessernde Schich-
ten enthalten ein hydrophiles Bindemittel und kolloi-
dale Kieselsaure, wie in EP-A 619 524, EP-A 620 502
und EP-A 619 525 beschrieben. Die Menge Kiesel-
saure in der haftungsverbessernden Schicht liegt
vorzugsweise zwischen 200 mg/m? und 750 mg/m?,
Weiterhin liegt das Verhaltnis von Kieselsaure zu hy-
drophilem Bindemittel vorzugsweise tber 1 und be-
tragt die spezifische Oberflache der kolloidalen Kie-
selséure vorzugsweise wenigstens 300 m?/g, beson-
ders bevorzugt wenigstens 500 m?/g.
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[0048] Die erfindungsgemalfie bildmaRige Belich-
tung ist. vorzugsweise eine bildmaRige Abtastbelich-
tung unter Verwendung eines Lasers, vorzugsweise
eines im Infrarotbereich oder nahen Infrarotbereich,
d. h. im Wellenlangenbereich zwischen 700 und 1500
nm, emittierenden Lasers. Ganz besonders bevor-
zugt sind im nahen Infrarotbereich emittierende La-
serdioden. Die Belichtung des Bilderzeugungsele-
ments kann mit Lasern mit sowohl kurzer als langer
Pixelverweilzeit vorgenommen werden. Bevorzugt
werden Laser mit einer Pixelverweilzeit zwischen
0,005 ps und 20 ps.

[0049] Nach der bildmaRigen Entwicklung wird das
warmeempfindliche Bilderzeugungselement durch
Spllung mit einer walrig-alkalischen Lésung entwi-
ckelt. Als walrigalkalische Lésungen zur Verwen-
dung in der vorliegenden Erfindung verwendet man
solche, die zum Entwickeln herkémmlicher positivar-
beitender vorsensibilisierter Druckplatten eingesetzt
werden und vorzugsweise einen pH zwischen 11,5
und 14 aufweisen. Somit werden die bebilderten Teile
der Deckschicht, deren Durchdringbarkeit in der
walrig-alkalischen Lésung wahrend der Belichtung
gesteigert ist, entfernt, wodurch eine positivarbeiten-
de Druckplatte erhalten wird.

[0050] In der vorliegenden Erfindung ist auch die
Zusammensetzung des benutzten Entwicklers von
groRter Bedeutung.

[0051] Demnach sind zum Erzielen einer Entwick-
lungsverarbeitung, die Uber einen langen Zeitraum
stabil ist, Qualitdten wie die Starke des Alkalis und
das Verhaltnis der Silikate im Entwickler besonders
wichtig. Unter solchen Bedingungen haben die Erfin-
der der vorliegenden Erfindung gefunden, dal nur
unter Verwendung des Entwicklers mit der obigen Zu-
sammensetzung eine Schnellverarbeitung bei hoher
Temperatur madglich ist, die Menge der zuzufihren-
den Nachflllésung niedrig ist und eine stabile Ent-
wicklungsverarbeitung Uber einen langen Zeitraum
von zumindest 3 Monaten ohne Ersetzen des Ent-
wicklers vorgenommen werden kann.

[0052] Die Entwickler und die Nachflllésungen fir
den Entwickler, die in der vorliegenden Erfindung be-
nutzt werden, sind vorzugsweise waldrige Losungen,
die als Hauptbestandteil Alkalimetallsilikate und Alka-
limetallhydroxide der Formel MOH oder deren Oxid
der Formel M,0 enthalten, wobei der Entwickler SiO,
und M,0 in einem Molverhéltnis zwischen 0,5und 1,5
und SiO, in einem Verhéltnis zwischen 0,5 und 5
Gew.-% enthalt. Als Alkalimetallsilikate werden zum
Beispiel Natriumsilikat, Kaliumsilikat, Lithiumsilikat
und Natriummetasilikat bevorzugt. Als Alkalimetallhy-
droxide werden andererseits Natriumhydroxid, Kali-
umhydroxid und Lithiumhydroxid bevorzugt.

[0053] Die erfindungsgemaf verwendeten Entwick-
ler kdnnen gleichzeitig andere alkalische Mittel ent-
halten. Beispiele fur solche anderen alkalischen Mit-
tel sind anorganische alkalische Mittel wie Ammoni-
um-hydroxid, tertiares Natriumphosphat, sekundares
Natriumphosphat, tertidres Kaliumphosphat, sekun-
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dares Kaliumphosphat, tertiares Ammoniumphos-
phat, sekundares Ammoniumphosphat, Natriumbi-
carbonat, Natriumcarbonat, Kaliumcarbonat und Am-
moniumcarbonat, und organische alkalische Mittel
wie Mono, Di- oder Triethanolamin, Mono-, Di- oder
Trimethylamin, Mono-, Di- oder Triethylamin, Mono-
oder Diisopropylamin, n-Butylamin, Mono-, Di- oder
Triisopropanolamin, Ethylenimin, Ethylendiimin und
Tetramethylammoniumhydroxid.

[0054] Von groRRer Bedeutung in der vorliegenden
Erfindung ist das Mol-verhaltnis [SiO,] / [M,O] im Ent-
wickler, das in der Regel zwischen 0,6 und 1,5, vor-
zugsweise zwischen 0,7 und 1,3 liegt. Liegt das Mol-
verhaltnis unter 0,6, ist eine merkliche Streuung der
Wirkung zu beobachten, wahrend bei einem Molver-
haltnis von mehr als 1,5 eine Schnellentwicklung
schwierig zu erhalten wird und die lichtempfind-liche
Schicht auf den Nicht-Bildbereichen wahrscheinlich
nicht vollig geldst oder entfernt werden kann. Dariber
hinaus liegt das SiO,-Verhaltnis im Entwickler und in
der Nachfulldsung vorzugsweise zwischen 1 und 4
Gew.-%. Solche Beschrankung des SiO,-Verhaltnis-
ses ermoglicht es, in stabiler Weise lithografische
Druckplatten mit guten Endqualitéaten zu erhalten, so-
gar wenn uber einen langen Zeitraum eine grof3e
Menge von erfindungsgemafRen Druckplatten verar-
beitet wird.

[0055] In einer besonders bevorzugten Ausfih-
rungsform wird als Entwickler eine walrige Lésung
eines Alkalimetallsilikats mit einem Molverhaltnis
[SiO,] / [M,0] zwischen 1,0 und 1,5 und einem
SiO,-Verhéltnis zwischen 1 und 4 Gew.-% benutzt.
[0056] In diesem Falle mu} selbstverstandlich eine
Nachfullésung benutzt werden, deren alkalische
Starke grofRer oder gleich der alkalischen Starke des
benutzten Entwicklers ist. Um die Menge der zuzu-
fuhrenden Nachflllésung zu beschranken, ist es vor-
teilhaft, dal® das Molverhaltnis [SiO,] / [M,0] der
Nachfullésung kleiner oder gleich dem Molverhaltnis
[SiO,)/ [M,0] des Entwicklers ist oder das SiO,-Ver-
haltnis hoch ist, wenn das Molverhaltnis des Entwick-
lers dem Molverhaltnis der Nachflllésung gleich ist.
[0057] Inden in der vorliegenden Erfindung benutz-
ten Entwicklern und Nachfiillésungen kénnen je nach
Bedarf gleichzeitig organische Lésungsmittel mit ei-
ner Ldslichkeit in Wasser bei 20°C von nicht mehr als
10 Gew.-% benutzt werden. Beispiele fiir solche or-
ganischen Losungsmittel sind Carbonsaureester wie
Ethylacetat, Propylacetat, Butylacetat, Amylacetat,
Benzylacetat, Ethylenglycolmonobutylacetat, Butyl-
lactat und Butyllevulinat, Ketone wie Ethylbutylketon,
Methylisobutylketon und Cyclohexanon, Alkohole wie
Ethylenglycol-monobutylether, Ethylenglycolbenzyle-
ther, Ethylenglycolmonophenyl-ether, Benzylalkohol,
Methylphenylcarbinol, n-Amylalkohol und Methyla-
mylalkohol, alkylsubstituierte aromatische Kohlen-
wasserstoffe wie Xylol, halogenierte Kohlenwasser-
stoffe wie Methylendichlorid und Monochlorbenzol.
Diese organischen Losungsmittel kbnnen allein oder
kombiniert benutzt werden. Erfindungsgemaf wird
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Benzylalkohol besonders bevorzugt. Diese organi-
schen Lésungsmittel werden dem Entwickler oder
der Nachfilldsung fir den Entwickler in der Regel in
einer Hoéchstmenge von 5 Gew.-% und vorzugsweise
4 Gew.-% zugesetzt.

[0058] Zwecks der Verbesserung von deren Ent-
wicklungseigenschaften kann in den erfindungsge-
maf verwendeten Entwicklern und Nachfillésungen
gleichzeitig ein Tensid benutzt werden. Beispiele fir
solche Tenside sind u.a. Salze von Schwefelsau-
reestern mit héherem Alkohol (C4-C,,) wie Natrium-
salz von Laurylalkoholsulfat, Natriumsalz von Octyl-
alkoholsulfat, Ammoniumsalz von Laurylalkoholsul-
fat, Teepol B-81 (Handelsname von Shell Chemicals
Co., Ltd.) und Dinatriumalkylsulfate, Salze von Phos-
phorsaureestern mit alifatischem Alkohol wie Natri-
umsalz von Cetylalkoholphosphat, Alkylarylsulfon-
sauresalze wie Natriumsalz von Dodecylbenzolsulfo-
nat, Natriumsalz von Isopropylnapthalinsulfonat, Na-
triumsalz von Dinaphthalindisulfonat und Natriumsalz
von Metanitrobenzolsulfonat, Sulfonsduresalze von
Alkylamiden wie C,,H,,CON(CH,)CH,CH,SO,Na und
Sulfonsauresalze von zweibasigen alifatischen Sau-
reestern wie Natriumdioctylsulfosuccinat und Natri-
umdihexylsulfosuccinat. Diese Tenside konnen allein
oder kombiniert benutzt werden. Besonders bevor-
zugt werden Sulfonsauresalze. Diese Tenside koén-
nen in einer in der Regel nicht Uber 5 Gew.-%, vor-
zugsweise nicht Uber 3 Gew.-% hinauskommenden
Menge verwendet werden.

[0059] Zur Verbesserung der Entwicklungsstabilitat
der in der vorliegenden Erfindung benutzten Entwick-
ler und Nachflllésungen konnen gleichzeitig die
nachstehenden Verbindungen verwendet werden.
[0060] Beispiele fiir solche Verbindungen sind neu-
trale Salze wie NaCl, KCI und KBr, wie in JP-A 58 75
152 beschrieben, Chelatbildner wie EDTA und NTA,
wie in JP-A 58 190 952 (US-A 4 469 776) beschrie-
ben, Komplexe wie [Co(NH,),]C,;, wie in JP-A 59 121
336 (US-A 4 606 995) beschrieben, ionisierbare Ver-
bindungen von Elementen der Gruppe lla, llla oder
[lIb des Periodensystems, wie die in JP-A 55 25 100
beschriebenen, anionische oder amfotere Tenside
wie Natriumalkyl-naphthalinsulfonat und N-Tetrade-
cyl-N,Ndihydroxythylbetain, wie in JP-A 50 51 324
beschrieben, Tetramethyldecyndiol, wie in US-A 4
374 920 beschrieben, nicht-ionische Tenside wie in
JP-A 60 213 943 beschrieben, kationische Polymere
wie quaternare Methylchlorid-produkte von p-Dime-
thylaminomethylpolystyrol, wie in JP-A 55 95 946 be-
schrieben, amfotere Polyelektrolyte wie ein Copoly-
mer aus Vinylbenzyltrimethylammoniumchlorid und
Natriumacrylat, wie in JP-A 56 142 528 beschrieben,
anorganische Reduktionssalze wie Natriumsulfit, wie
in JP-A 57 192 952 (US-A 4 467 027) beschrieben,
und alkalilésliche Mercaptoverbindungen oder Thioe-
therverbindungen wie Thiosalicylsaure, Cystein und
Thioglycolsaure, anorganische Lithiumverbindungen
wie Lithiumchlorid, wie in JP-A 58 95 444 beschrie-
ben, organische Lithiumverbindungen wie Lithium-
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benzoat, wie in JP-A 50 34 442 beschrieben, Si, Ti
oder ahnliche Substanzen enthaltende Organome-
tall-Tenside, wie in JP-A 59 75 255 beschrieben, Or-
ganobor-Verbindungen, wie in JP-A 59 84 241 (US-A
4 500 625) beschrieben, quaternare Ammoniumsalze
wie Tetraalkylammoniumoxide, wie in EP-A 101 010
beschrieben, und Bakterizide Wie Natriumdehydroa-
cetat, wie in JP-A 63 226 657 beschrieben.

[0061] Im Verfahren zur Entwicklungsverarbeitung
der vorliegenden Erfindung kann ein beliebiges Mittel
zum Zufihren einer Nachflllésung fiir Entwickler be-
nutzt werden. Beispiele fur solche bevorzugten Ver-
fahren sind ein Verfahren, in dem eine Nachfillésung
mit zeitlichen Unterbrechungen oder kontinuierlich
als Funktion der Menge von verarbeiteten PS-Platten
und der Zeit zugefiihrt wird, wie in JP-A-55-115 039
(GB-A-2 046 931) beschrieben, ein Verfahren, in dem
ein Sensor angeordnet wird, um das Ausmal} nach-
zuweisen, in dem die lichtempfindliche Schicht im
mittleren Bereich einer Entwicklungszone geldst
wird, und die Nachflllésung proportional zum nach-
gewiesenen Ausmal der Herauslésung der lichtemp-
findlichen Schicht zugefuhrt wird, wie in JP-A-58-95
349 (US-A 4 537 496) beschrieben, und ein Verfah-
ren, in dem der Impedanzwert eines Entwicklers er-
mittelt und der ermittelte Impedanzwert durch einen
Rechner verarbeitet wird, um die Zufiihrung einer
Nachfullésung durchzufiihren, wie in GB-A 2 208 249
beschrieben.

[0062] Die erfindungsgemae Druckplatte kann
ebenfalls in Form einer nahtlosen Hiilse als Druck-
platte in einem Druckzyklus eingesetzt werden. Bei
dieser Anwendung wird die Druckplatte mittels eines
Lasers zu einer zylindrischen Form zusammengel6-
tet. Diese zylindrische Druckplatte, deren Durchmes-
ser dem Durchmesser der Drucktrommel gleich ist,
wird auf die Drucktrommel geschoben, anstatt auf
herkdmmlichem Wege als in herkdmmlicher Weise
angefertigte Druckplatte auf der Druckpresse ange-
ordnet zu werden. Genauere Angaben Uber Hilsen-
druckplatten finden sich in "Grafisch Nieuws", Her-
ausgeber Keesing, 15, 1995, Seite 4 bis 6.

[0063] Nach der Entwicklung eines bildmaRig be-
lichteten Bilderzeu-gungselements mit einer walk-
rig-alkalischen Lésung und Trocknung kann die er-
haltene Druckplatte ohne weitere Verarbeitung als
Druckplatte eingesetzt werden. Allerdings kann die
Druckplatte zum Verbessern der Dauerhaftigkeit
noch bei einer Temperatur zwischen 200°C und
300°C uber einen Zeitraum von 30 Sekunden bis 5
Minuten eingebrannt werden. Das Bilderzeugungse-
lement kann ebenfalls einer vollflachigen Nachbelich-
tung mit UV-Strahlung unterzogen werden, um das
Bild zu harten und somit die Auflagenhéhe der Druck-
platte zu steigern.

[0064] Die vorliegende Erfindung wird jetzt anhand
der folgenden Beispiele veranschaulicht, ohne sie je-
doch darauf zu beschranken. Alle Teile und Prozent-
satze bedeuten Gewichtsteile, wenn nichts anders
vermerkt ist.
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BEISPIELE

BEISPIEL 1 : positivarbeitende Thermoplatte auf der
Basis eines alkaliloslichen Bindemittels

Herstellung der lithografischen Unterlage

[0065] Eine 0,20 mm starke Aluminiumfolie wird
durch Eintauchen der Folie in einer walrigen, 5 g/1
Natriumhydroxid enthaltenden Lésung bei 50°C ent-
fettet und mit entmineralisiertem Wasser gespult. Die
Folie wird dann bei einer Temperatur von 35°C und
einer Stromdichte von 1.200 A/m? in einer waRrigen
Lésung, die 4 g/1 Chlorwasserstoff-saure, 4 g/1 Bor-
wasserstoffsaure und 5 g/1 Aluminiumionen enthalt,
mit Wechselstrom elektrochemisch gekérnt, um eine
Oberflachentopo-grafie mit einem arithmetischen
Mittenrauhwert Ra von 0,5 mm zu erhalten.

[0066] Nach Spilung mit entmineralisiertem Was-
ser wird die Aluminiumfolie mit einer wafrigen, 300
g/1 Schwefelsaure enthaltenden Ldsung 180s bei
60°C geatzt und anschlielend 30 s bei 25°C mit ent-
mineralisiertem Wasser gesplilt.

[0067] AnschlieRend wird die Folie bei einer Tempe-
ratur von 45°C, einer Spannung von etwa 10 V und
einer Stromdichte von 150 A/m? etwa 300 s in einer
waldrigen, 200 g/1 Schwefelsdure enthaltenden L6-
sung eloxiert, um eine anodische, 3,00 g/m2 ALO,
enthaltende Oxidationsfolie zu erhalten, dann mit
entmineralisiertem Wasser gewaschen, anschlie-
Rend zuerst mit einer Polyvinylphosphonsaure ent-
haltenden Lésung und dann mit einer Aluminiumtri-
chlorid enthaltenden Lésung nachverarbeitet, dann
mit entmineralisiertem Wasser 120s bei 20°C gespdilt
und getrocknet.

Herstellung der IR-empfindlichen Schicht

[0068] Die IR-empfindliche Schicht wird aus einer
6,65 gew.$igen Losung in Tetrahydrofuran/Methoxy-
propanol (Verhaltnis 60/40) in einer Nalschichtstarke
von 21 ym aufgetragen. Die so erhaltene IR-empfind-
liche Schicht enthalt 8,9% Special Schwarz 250, 10,1
3,4,5-Trimethoxybenzoesaure, 76,9% Alnovol PN
430, 0,2% Solsperse 5000, 0,9% Solsperse 28000,
0,9% Nitrocellulose E950 und 2,1% Fluorad FC431.

[0069] Dieses Material wird bei 12.000 TpM und
2.540 dpi mit einem GERBER C42T™-Innentrommel-
belichter bebildert. Die Laserleistung in der Bildebe-
ne betragt 4 W.

[0070] Nach Belichtung wird das Material in einer al-
kalischen Entwicklerldsung (90%ige Losung des von
Agfa erhaltlichen Entwicklers EP 26) entwickelt, wo-
bei die mit Infrarotstrahlung belichteten Bereiche
sehr schnell gelést werden, wodurch eine positivar-
beitende Platte erhalten wird.

[0071] Die Druckplatte wird in eine Heidelberg
GTO46-Druckpresse eingespannt und unter Verwen-
dung einer herkémmlichen Druckfarbe (K + E) und
herkdmmlichen Feuchtwassers (Rotamatic) in einem
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Druckzyklus eingesetzt. Es werden gute Abzlige er-
halten, d. h. ohne Schaumbildung in den IR-belichte-
ten Bereichen und mit einer guten Farbanziehung in
den nicht-belichteten Bereichen.

Patentanspriiche

1. Ein durch die nachstehenden Schritte gekenn-
zeichnetes Verfahren zur Herstellung von lithografi-
schen Druckplatten

a) Bereitstellen eines warmeempfindlichen Bilder-
zeugungselements, das aus einer lithografischen Un-
terlage mit einer hydrophilen Oberflache und einer
Deckschicht besteht,
wobei die Deckschicht empfindlich gegeniber Infra-
rotstrahlung ist und ein in einer wafrig-alkalischen
Loésung l6sliches Polymer und ein IR-absorbierendes
Pigment enthalt,
und wobei die Deckschicht weiterhin 3,4,5-Trimetho-
xybenzoesaure oder ein Benzophenon enthalt,
und wobei die Deckschicht undurchdringbar ist fir ei-
nen alkalischen Entwickler, der als SiO2 dargestellte
Alkalimetallsilikate und als M20 dargestelltes Alkali-
metalloxid enthalt, wobei das SiO,/M,O-Molverhalt-
nis zwischen 0,5 und 1,5 liegt und das SiO,-Verhalt-
nis im Entwickler zwischen 0,5 und 5 Gew.-% liegt,
b) bildmaRige Belichtung des warmeempfindlichen
Bilderzeugungselements mit Infrarotstrahlung,

c) Entwicklung des bildmaRig belichteten warme-
empfindlichen Bilderzeugungselements mit dem al-
kalischen Entwickler, wodurch die belichteten Berei-
che der Deckschicht geldst werden und die nicht-be-
lichteten Bereiche der Deckschicht ungeldst bleiben.

2. Ein Verfahren zur Herstellung von lithografi-
schen Druckplatten nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dal das in der IR-empfindlichen
Schicht enthaltene Polymer ein hydrophobes Poly-
mer ist.

3. Ein Verfahren zur Herstellung von lithografi-
schen Druckplatten nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dafl3 das Polymer ein Novolak-Polymer
oder ein Hydroxystryroleinheiten enthaltendes Poly-
mer ist.

4. Ein Verfahren zur Herstellung von lithografi-
schen Druckplatten nach einem der Anspriiche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, daf} die IR-empfindliche
Schicht eine gegenlber sichtbarem Licht und
UV-Licht desensibilisierte Schicht ist.

5. Ein Verfahren zur Herstellung von lithografi-
schen Druckplatten nach einem der Anspriiche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, daf® die IR-empfindliche
Schicht thermisch hartbar ist.

6. Ein Verfahren zur Herstellung von lithografi-
schen Druckplatten nach einem der Anspriiche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dal} die lithografische
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Unterlage mit einer hydrophilen Oberflache ein elek-
trochemisch gekoérnter und eloxierter Aluminiumtra-
ger ist.

7. Ein Verfahren zur Herstellung von lithografi-
schen Druckplatten nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, da} der Aluminiumtrager mit Polyvi-
nylphosphonsaure behandelt ist.

8. Ein Verfahren zur Herstellung von lithografi-
schen Druckplatten nach einem der Anspriiche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, da® das IR-absorbieren-
de Pigment Gasrul ist.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
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